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Compendio de la Descripcidn

Un aparato para limpiar de un aislador el mate-
rial en particulas residual que permanece después de la
traﬁsferencia de una imagen reveléda. El aparato comprende
cepillog rotativo y estacionario para limpiar ambas super-
ficies del aislador, mientraé que amboa,cepillos se inter-
calan entre si después del ciclo de limpieza de modo que
provea una accidén de asutolimpieza de cepillo para el d@pill
estacionario. El aparato est& proyectado de tal manera que
la circulacién de aire alcanza un méximo en el punto en el
cual_ei material en particulas seria normalmente.centrifu-
gado fuera del alojamiénfo'de los cépillos; reduciendo i
al minimo las ﬁérdidas dé material en particulas, a pesar
de un espacio libre entre el aislador y el a103am1ento de

-

Fundamentos de la Invencién . s

De acuerdo con la técnica anterior se conoce ya
técnicas para eliminar parficulas de polvo residuales elec~
trostéticamente adheridas, de una superficie'aislante. Por
,ejé;plo, en la_patentg nofteamericana ne 3.236.165 se des-
eribe un aparato reproductor electrostatografico que utili-
za una supérficie fotoconductiva reuﬁil;;able que afecta
la forma de un tambor rotativo, y una porcidn eliminadora
de matizador (éistema de purga) proyectado para funcionar
contra dicho fambor rotetivo. Sin embargo, el problema de
eliminacién se hace mas agudo cuando la superf1c1e fotocon-
ductiva afecta la forma de una placa recta. El uso de una
placa recta causa problemas, debido a que esta cax acterlg»
tica requiere que 1a'£laca entré en el sistema de purge y
lo abandone pafa.subsiguiente reuﬁ%lizacién, dejando asi
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‘de delentero de la placa, y es llevada hacia abajo al sa-

lir el borde posterior. La cubierta sirve para corener un

una’ gsbertura a través-de la cual pueden escapar particulas

de polvo separadas, y conbaminar el interior del sistema

gue incorpora el sistema de purga. | ' . i

En la patente norteamericana n2 2.832.977 se des~
cribe unzdﬁsp051t1vo para llmplar partlculas de polvo,lque
quedan dLspues de la transferencla de una imagen revelada
desde la superficie de una placa plana. Sin embargo, toda~
via esta presente el problema de contamlna01on por polvp
Ademés, no se proveen medios para llmplar la cara opuesta

. b

de la placa plana, si asi fuera necesario. -~ = ¢ ‘t

Regumen de la preaente invencidn

]
La presente 1nvencx6n provee un nUEVO aparaao pa~
ra eliminar material re51dua1 en part 1culas despues de 1a
transferenc1aA% una imagen deﬂde la uuperflcle de un alsla
dor. En particular, el aparato comprende un ceplllo c%lln-
drico rotativo, un sisgema de condﬁcto Yy un soplador éﬁe _
genera la succidn necesaria. Elhalojamientovdé los cepillos
estd proyectado de tal manera que‘la'circﬁlaCién'de,a%re
alcanza un méximo en el punto en el cual las barticuiés dé
polvo o Je matizador serian normalmente centrifugadasjfue~v
ra del sistema de purga, es decir en la entrada de la pla-
ca en el aparato 11mp1ador. Como resultado ‘de ésto, se re-
duce "al m;nlmo la pérdida de matizador a pesar del espacxo
comprendido entre la placa y el alojamiento de‘loé'ééﬁillos

Una cubierta en la parte superior del alojamiento de. los

cepillos es levantado por accidén lenta al penetrar el bor-

cepillo estacionario Que evita que el dorso de la placa acu

mule matizador ‘a traves de repetidos ciclos, y actia como

|
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blindaje contra la contamingcién por'matizédor. El matiza-
dor que se acumula sobre el cepillo estaciohario es limpia
do por el cepillo rotativo al vincularse amﬁos cepillos en-
tre si después de abandonar la placa al alojamiento de los
5 cepillos. Con esta técnica, se logra uns accién de autolim
pieza siL un mecanismo 1impiad8r adicional.,
Una de las finalidades de la presente invencidn

es proveer’un-aparato mejorado para limpiar el matizador m-
gidual de una superficie aislante después de la transferen~

10 ’cia de 1é imagen revelada. |
Otra finalidad de la presente invencién es provees

' un sistema limpiador que limpia el-matizador residual de

' 7 la supefficie de un fotocon@uctor que afecta la forma de

A una placa plana; ' ‘ . -

15 h Otre finalidad de la presente invencién es pro-

veer un aparabto mejorado para limpiar natizador residual

de la superficie de un fotoconductor>que afecta la forma

} de una placa plana, de modo qué se reduce al minimo la con-

taminacién con matizador, del interior del sistema que in-

O 20 corpora 2l aparato de 1imbieza.

"Descripcidén del Dibujo

~Para que se pueda comprender_igjor la presente

g . invencidn, asi como otras finalidades y particularidades
| de la misma, se dara la siguiente'deécripcién con'referen—

25 ‘cia al dibujo que se acompafia, en el-cual:

‘ ' .La figura 1 es una vista lateral en elevacibn y
i§ | en corte del aparato limﬁiador de la presente invencidn an-
Vtes y después de haberse introducido en el aparato limpia-
dor una superficie aislante que contiene matizador residual

30 sobre la miéma;iy
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La figura 2 es una vista lateral eﬁ.elevacién y
en corte del aparato limpiador de la presente invenéién con
la superficie, que conbtiene matlzador residual, durante el

proceso de ser ]1mp1ada por dicho aparato. .f' ) { !:JJM.A‘

- Descripcidn de la forma prefevlda de realizacién j e :%:
Haclendo referencia ahora a la flgura 1, se mues—
tra en ella una superficie alslante, que debe ser 11mp1a~
da, por egemplo una placa elec*roshﬁograflca 10 al ser -};
trensportada en la direccidn que indica la flecha 16 ha01é
el nuevo aparato limpiador de la presente inveneidn. El apa
rato limpiador comprende un miembro c111ndrlco rotatlvo o
cepillo 12 que tiene pelo, fibras 0 51m11ares en su sﬁper-' B
ficie externa, siendo el ceplllo op01onalmente susceptlble_;.
de retrac016n denbro ¥y fuera de contacto con la placa 10 :
El alojamlento de. los ceplllos 14 comprende una
porcidn 0111ndrlcamente conformada y porclones planas;su-ﬂ;
perlores 30, que rodean por 1o menos parclalmente al éepl—:
1lo 12 y de prefereﬁcia terminan a una corta distanéié pof
debajo de la placa., Una linea de suceién u otra llneatde
circulacidén de aire, conduce desde el aloaamlento 14 hac1a'
una fuente de succidén o soplador (no 1Lustradq) externamqg
te dispuesto.‘ﬁedios impulsores (no iluggfadds),son oﬁera—
bles de modo que h;gan que el cepillo 12 y la placa ld su~-
fran un movimiento relatlvo, por ejemplo, 1mpulsando a la’
placa 12 en la direccién indicada medlante la flecha 16 y
‘hac1endo girar al cepillo en el sentldo indicado por la -
flecha 18. Encima de la superficie de dorso 11, de lé‘pla—
ca 10 esfé dispuestoﬁunjalojamiento 20 que incluyé una ta~

pa o porcién de cubierta 22. Un cepillo estacionario 24

estd fijado al miembro-de soporte 26.
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Una barra fluctuante 26 esté montads encima del

orificio de salida de aire 28. Las cerdas del cepillo 12 se
‘extienden més alld de la porcibn ﬁlana 30 del alojamiento
14 de médo gue garanticen suficiente imterferencia con la
supérficie 1% de la plada electrostatogréfida 10. ‘

La cubierta o tapa 22 apoya sobre el alojemiento
de ios cepillos 14, de modo que produzca un sistema cerra-
do. La cubierta estd montada sobre 2 pernos 32 a cada lado.
Resortes. de extensidén (no ilustrados), juntamente con ranu-
Tras en férma de pera 34, permiten que la topa 22 se mueva
hacia arriba al penetrar la placa 10 en el aparato limpia~
dof, éegﬁn se ilustra en la figﬁra 2. La cubierta es levan-
tada por dos levas en formaAdé cuiia (no ilustradas) que es-
tén fijadas a la placé 10. Una leva 21 esté“moﬁtada a cada
lado en el frente de la cubierta. .El cepillo 24 esté monta-
do en el centro de la cubierta 22.-Correspndeuobservér que
la figura 1 muestra tambien la condicién en queréé encuen-
tra el aparato limpiador‘deépués de haber‘salidd del mismo
la placa 10 y haberse completado el ciclo de limpieza; En
esta situacidén, cuando el borde poster;o? de la placa 10
abandona el alojamiento de los cepillos 14, la cubierta 22
es forzada hacia abajo sobre las porcipggé planas del aloja
miento de los cepillos 30. El cepillo estacionario 24 inter
fiere ahora con el cepillo rotativo 12 y ambos se interca—
lan mutuamente. Si se mantiene funcionando el cepillo 12
durante aproximadsmente 2% 3_segundos después de haber pa-
sado la piaca 10, tiene iugar una accién de autolimpieza

sobre el cepillo estacionario 24 sin necesidad de mecanismos
limpiadores adicionalés.

En la figura 2, el cepillo estacionario 24, hecho
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por ejemplo de cerdas de nylon, es desviado por el borde»
delantero de la placa 10, Al pasaﬁ la placa 10 entre 1a
tapa 22 vy el alojamiento de los ceplllos 14, el dorso 11

de la placa 10 es frotado de modo que se limpie de cualqulea-

matizedor esidual depositado sobre la misma mediante el cg

pillo 24.
Naturalmente resultara evidénte gue, al pasér la
placa 10 a través del aparato limpiador;-la poreidn de cepi

L
|

11lo rotativo, 12 limpia el matizador msidual de la super-
La presente invencién reduce tambien al fnimo las

perdldas de matizador durante el proceso de llmpleza. La

entrada de aire tendré 1ugar solamente entre la superflcle

12 de la placa 10 y la porcidn superlor 50 del aloaamlento

de los cepillos 14. Esta disposicidn provee una prgdeverml-

nada circulacién de aire y repfesenta meéios para réé@cir
al minimo las pérdidés de matizador. Durante un Sicio!dé
1impieza,‘preva1ecen las siguientes relaciones: el ceplllo
rotativo 12 1nterflere con la barra fluctuante 26 de modo
que produzca una barrera a la clrculac;op de ‘aire. Laesuc-
cién en la parte inférior del alojamiento 14 tiende téda%ia
a aspirar aire que desea pasar entre laﬁgarra fiuctuaﬁte

26 y las cerdas del cepillo 12. Sin embargo, la multitud

de cerdas del cepillo rotativo 12 contraresta esté tenﬁen—
cia al bombear el aire en la direccidn opuesta. El msulta-
do es que se produce maxima succiSn en el lado en el cual
no estd restringida la circulacidn de aire;'és decir en lé
porcidn derecha del alojamiento 14 en el lado donde la pla

ca-10 penetra en el aparato 11mp1ador. Al no existlr res~

triccién de la circulacién de aire y naxima succlon, qe lo
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gra una mixima admisién. Puesto que la méxima admisidn de

aire tiene lugar prupiamente eh el espacio libre en el cual
el matizador seria normalmente centrifugado (en ausencia
de succidén) fuera del alojamiento de los cepillos 14, la
circulacién de aire, provee una éspecie de colchdém hermé-
tico y arrastra al matizador hacia abajo dentrb del orifi~ -
cio de salida de aire 28.

El material del cepillo 12 puede comprénder 103
materiales mencionados en la ya mencionada patente norteame
ricana n2 2.832.977. |

Aunque se ha descrito 1a presente invencidn con
referencla a su forma preferlda de realizacién, los enten-
didos en esta materia comprenderan que es posible introduci]
diversos cambios y sus tltulr equlvalentes por elementos
de la misma, sin apartarse por ello del verdadero principio
y alcance de la invencidbdn. Ademés, se.puédé iﬁtroducir nu-
merosas modificaciones para adaptar una situacién o mate-
rial particularés a 169 ﬁrincipids de la prqsente.inﬁencién
sin apartarse de sus principios esenciales.

En resumen, la patente de invencidn qué sev$oli—
cita recaeri sobre las siguientes: B '

RETVINDICACTIONES -

1. Un aparato para limpiar materlal residual en
particulas de la superficie de un alslador despues de la
transferencia de la imagen revelada desde dicha superficie
que comprende: un cepillo ro@ativo.en contacto con la super
ficie portadora de imagen de dicho aislador, medios para
hacer girar dicho cepillo, medioé para producir'uﬁ movi-

miento relativo entre el eje de dicho cepillo rotativo y

dlcho aislador, - ¥ un miembro de ceplllo estac1onarlo que

N J
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‘esten limpias de material residual en particulas. -

en que dicho cepillio rotativo estd parcialmente 1nclu1do-

‘circulacibn de aire en dicho aloaamlento y para mantener -

e
!
e

esté dl&puesto en contacto con la otra superficie de dicho

aislador, de modo gue ambas superficies de dicho'aisla&or-

.
2. Un aparato de acuerdo con la re1v1nd10ac10n 1

en qué dicho cepillo rotativo y dicho cepillo estacionario

se vinculan mutuemente después de haber sidb 1impiado{ dichmg

aislador, de modo que se elimine el material en pagticplas

“etenldo en dicho cepillo esta01onar10.

. |’~

3. Un aparato de acuerdo con la re1v1ndlca01on 2

en un alojamiento, estando la superficie portadora de ima«r

gen de dicho aisladbr seéaﬁada de dicho alojamiento pdr;un &5

pacio libre, e 1ncluyendo ademds medios par ara lnu“OQHCIT una :

4

méxima admisién de circulacién de aire en dicho espacip li-}

bre de modo que reduzca al minimo las pérdidas de ma%éiial
en-particulas desde dicho alojamiento. L E .

4, Un aparato pafa llmplar material re51dual en'
particulas de la superficie de un aislador después de la
transferencia de la imageﬁ revelada desde dicha supeéficié
que comprende: un alojamiento que 1ncluye porciones cilin-
drica y plana, un cepillo rotativo soporuado dentro de dl—
cho alojamiento, medios pam hacer girar dicho cepillo, ¥
nedios para causar un movimiento relativo entre el eje de -
dicho cepillo rotativo y dicho aislador de manera que dicho

aislador penetre en el aparato limpiador én un primer igar,
estando sparado dicho aislador con respecto a dicha. Dor~
ci.bn plana de dicho aloaamlento por un espaclo llbre un

miembro de cepillo estac1onarlo que esté dispuesto en con—

tacto con la otra superficie de dicho aislador de modo que

Al '
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ambas superficies de dicho aisledor estén limpias de mate-
riales en particulas residual, y medios para introducir -
circulacién de aeire en dicho alojamiento de modo que se man
tenga méxima admisién de circulaciénm de aire en dicho pri-

mer lugar de modo que se reduzca al minimo la pérdida de

dicho material en particulas.

5. Un aparato & acuerdo con la reivindicacién i,
en que dicho cepillo rotativo y dicho cepillo estacionario
se vinculan entre si después de que dicho aislador abaﬁdone
dicho aparafo limpiador, de modo que'se elimine él material
en particulas retenido por dicho cepillo estacionario.

6. Se reivindica por fltimo como ébjeto soﬁre el
que ha de recaer la patente de invencién que se solicita:
UN APARATO PARA LIMPIAR ﬁATﬁRIAL RESIDUAL EN PARTiCULAS DE
LA SUPERFICIE DE UN AISLADOR. ‘

Todo conforme queda descritosrreivindicado;en la
presente memoria descriptiva que consta de'diez péginas me
canografiadas y dibujos adjuntos. ,

Madrid, 26 junio 1.972

BERNARDO UNGRIA
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